
真空等离子清洗机去除光刻胶

产品名称 真空等离子清洗机去除光刻胶

公司名称 深圳市诚峰智造有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道松江路6号满京华科创工
坊3号楼1303

联系电话 13632675935 18675544308

产品详情

真空等离子清洗机是一种高效、可靠的设备，被广泛应用于光刻胶的清洗及去除工作。深圳市诚峰智造
有限公司作为制造商，为客户提供先进的真空等离子清洗机产品及相关知识、细节和指导。本篇文章将
详细介绍的原理、流程和注意事项，帮助读者更全面地了解和应用该设备。

一、真空等离子清洗机原理 

真空等离子清洗机是利用等离子体的化学反应和物理效应来去除光刻胶。其中，等离子体是通过在低压
高频条件下产生的带正或负电荷粒子与气体分子相互作用而形成的，具有高能量的特点。在该设备中，
通过加热产生气氛和应用高频电场，使气体分子产生电离，生成等离子体。与光刻胶接触后，等离子体
的高能量与光刻胶分子发生反应，使其发生化学降解或物理分解，从而达到去除光刻胶的效果。

二、真空等离子清洗机流程 

的基本流程包括以下几个步骤：

样品准备：将带有光刻胶的样品放置于真空等离子清洗机工作室中。
真空抽取：启动真空泵，将工作室内部空气抽取至设定的真空度。
预处理：根据需要，可以进行样品加热或气氛注入等预处理操作。
等离子处理：启动高频电源，产生等离子体，并控制处理时间和功率等参数。
气氛排放：停止高频电源和真空泵，将气氛恢复正常，并释放工作室内部的气体。
样品取出：取出处理后的样品，进行后续工艺或检测。 三、真空等离子清洗机注意事项 

在使用真空等离子清洗机进行光刻胶去除时，需要注意以下几点：

设备操作：操作人员应接受培训并熟悉设备操作手册，以确保使用过程安全。 样品保护：根据样品材料
和要求，在进行等离子处理前，需要进行适当的样品保护措施，防止样品变形、损坏或误清洗。
参数控制：根据光刻胶特性和需要清洗的程度，合理调整等离子处理的参数，如功率、时间和气氛等。 
清洗后处理：处理后的样品需要进行适当的后处理，如清洗、干燥或包装等，以保证清洗效果和后续工



艺要求。 问答 

问：真空等离子清洗机适用于什么类型的光刻胶？

答：真空等离子清洗机适用于大部分常见的光刻胶，包括聚合物光刻胶、光敏胶、光刻胶底材复合物等
。具体选择取决于清洗要求、样品材料和尺寸等因素。
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